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Editorial

São apresentados, neste número, oito trabalhos publicados, sendo quatro na área de Superfícies,
Interfaces e Filmes Finos, dois em Caracterização de Materiais e dois em Ciência e Tecnologia de Vácuo.
Destes, três foram submetidos em 1999 e cinco, em 2000. Cada artigo foi analisado por dois revisores.

O relativo atraso na publicação de alguns artigos deve-se aos seguintes fatores: demora na entrega
das análises pelos revisores, necessidade de modificações sugeridas pelos revisores e demora na devolu-
ção dos artigos corrigidos pelos autores.

Todos trabalhos submetidos à RBAV resultam do trabalho dedicado dos autores, porém há alguns
deles que, de acordo com a revisão realizada pelos pares, não atendem aos requisitos da revista. Pedimos
compreensão a seus autores, pois a intenção da Comissão Editorial é tornar a revista cada vez melhor.

Conforme decisão editorial, ratificada em Assembléia da SBV, os artigos revisados, que forem
enviados aos autores para modificações e que não retornarem à revista num prazo de 6 meses, serão con-
siderados como desistências dos autores em publicá-los.

Um problema que ocorreu algumas vezes foi em relação ao endereço do autor correspondente. Por
exemplo, por ter terminado o mestrado ou o doutorado, o autor correspondente deixou de receber a cor-
respondência. Portanto, sugerimos que trabalho seja submetido pelo orientador.
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